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ve vakuu se $ikmo uloZenymi permanentnimi
magnety a s vyvedenymi poly mid na zadn{
strané té&lesa ulofenu desku z feromagnetic-
kého materidlu s posuvnym dflem spojenym «— (@)
s pohybovym mechanismem, pfilemZ mezi po- ~
suvnym dflem a st¥ednim magnetick¥m polem T;7N
magnetl je ménitelnd vzduchovd mezera.
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Vyndlez fe3{ planidrni magnetron pro depozici tenkych vrstev ve vakuu s permanent-
_nimi magnety, s vyvedenymi magnetickymi pdly a s nastavitélnou hodnotou magentické in-
dukce na povrchu odprasovaného terde.

V souCasné dobé jsou vyuZivdna pro depozici tenkych reaktivnich i nereaktivnfch
vrstev ve vakuu rdznd konstruk&ni fefen{ magnetrond. Tato FeZenf vychdz{ z toho, %e pro
udrZenf{ magnetronového vyboje na katod& je zapotfebi minim&lnf{ intenzita magnetického
pole cca 10 aZ 15 kA/m na povrchu terde, a o efektivnim vyu?it{ terZového materidlu roz-
hoduje velikost sloZky H, intenzity magentického pole, kterd je rovnob&in4 s povrchem
terée. Jedn{m z optimi&lnich fe3en{ magnetronovych katod je uspof4dddni magnetronu s vyve-
denymi magnetickymi poly a s permanentnimi magnety, které umo%fiuje jednak vysoké hodnoty
intenzity magnetického pole na teréi a jednak pfi vhodné konstrukci tvarovdni magnetické-
ho pole pSlovymi ndstavci vysoké vyuiit{ terZového materid&lu. Nevyhodou tochoto uspo¥&dani
je v3ak to, Ze s postupnym odpraSovanim tere dochdz{ ke zvyZovan{ intenzity magnetického
pole na povrchu terCe a mén{ se tak volt-ampérovd charakteristika magnetronu. Kles& nap&t{
vyboje, a to podstatné& ovlivnuje parametry odpraSovan{ terZového materidlu, oblast plasma-
tu pfed odpraSovac{m terlem i depozi®ni charakteristiky na substrdtu. Tento efekt je na
zdvadu predevii{m u vysokoteplotnich depdziénich procesi reaktivnfho nandZen{ terkych oté-
ruvzdornych vrstev na ndstroje a strojni souddsti, kde p¥{imo ovlivAuje teplotu substritu
b&hem depozice, rychlost depozice vrstvy i velikost iontového proudu na substrdt. Nevyho-
dou je i to, Ze erozni{ oblast terle se stdle rychleji prohlubuje s pokradujicim odpraso-
vdnim terlového materidlu a je tak omezeno vyuZivéni targetu.

Vy3e uvedené nedostatky jsou odstrandny u magnetronu podle vyndlezu, jehoZ podstata
spoéivd v tom, Ze magnetron s permanentnimi Sikmo uloZenymi magnety a s vyvedenymi mag-
netickymi poly md na zadn{ strané& desku z feromagnetického materidlu s posuvnym dilem
spojenym s pohybovym mechanismem. Mezi posuvnym dflem a stfednim magnetickym polem mag-

netl je ménitelnd vzduchovi mezera.

Vvys3{ Ginek magnetronu podle vyndlezu lze spatfovat v tom, Ze vzdidlenost mezi
posuvnym stfedovym dilem a vnitinim 3ikmym klinem ur&uje velikost vedlej3iho parazit-
niho pole na zadni strané& magnetronu, kter4d pfimo ovliviuje velikost hlavniho magnetic-
kého pole magnetronu. Se zmen3ujici{ se mezerou mezi posuvnym dflem zadnfho vika magne-
tronu a vnitfn{m magnetickym polem roste pod{l magnetického toku, protékajiciho touto
zadni deskou magnetronu a klesd tak intenzita magnetického pole na terli. Se zvét3ujf-
ci se vzduchovou mezerou klesid podf{l magnetického protékajfcfiho toku parazitnim polem
a roste tak hodnota intenzity magnetického pole na teréi.

Magnetron podle vyndlezu umoZiuje pomoci zmé&ny polohy posuvného df{lu zadni desky
magnetronu m&nit velikost magnetického pole na povrchu terce a'ydriet po dobu Zivota
ter&e stabilni odprajdovac{ volt-ampérovou charakteristiku magnetronu. Vzhledem k tomu,
Ze zm&na intenzity magnetického pole na povrchu terde je dosti velki, lze magnetron po-
dle vyndlezu pouzft jak pro nfzkoteplotnf, tak i pro vysokoteplotni aplikace depozice
tenkych vrstev ve vakuu. Vzhledem k tomu, Ze s postupnym odpraZovidnim terfového materid-
lu a s rostouc{ velikostf{ magnetické indukce na povrchu ter&e bude nutno magnetické po-
le na povrchu terde postupnd vy%e uvedenym zpisobem snifovat, bude se v disledku toho
zvySovat i vyuZit{ ter&ového materidlu. .

Na p¥ipojeném vykresu je zndzorn&n pf¥iklad provedeni magnetronu podle vyndlezu, kde
na obr. 1 je magnetron v pf{&ném fezu a na obr. 2 jsou zndzornény hodnoty velikosti in-
tenzity magnetického pole na teré&i pro ruzné vzddlenosti x mezi posuvnym dflem zadni
desky magnetronu a vnit¥fnim magnetickym pdlem.
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Magnetron na obr. &. 1 je tvofen t&lesem 1, které je z feromagnetického materidlu.
Ve vybréni t&lesa 1 je ulofena dutd chladic{ deska 5, v jejfL% d&lic{f rovin& jsou vyfré-
zovany chladic{ kandly pro chladic{ médium. Na této chladici desce 5 je uloien target
4 a pod touto chladic{ deskou 5 je uloZen vnit¥nf pélovy né&stavec 3. Do dutiny mezi t&-
lesem magnetronu 1 a vnit¥nfm pélovym né&stavcem_3 jsou vloZiay magnety 2 se shodnym sm&d-
rem magnetizace. Zadn{ sﬁ:ana t&lesa 1 je uzaviena deskou _6 z feromagnetického materidlu,
kterd md ve vnitEnim stfedovém vybrani uloZen posuvny d{l 7 z feromagnetického materidlu,
ktery se posouvd napfikléd pohybovym mechanismem_8 a jehof poloha urZuje velikost vzdu-
chové mezery 9. .
Cely magnetron je ulofen pfes izola®ni podpé&rky 10 do vakuové niddoby 11. Na té&leso magne-
tronu je pfivedeno stejnosm&rné napéti 200 aZ 700 V.

Na obx. 2 je pfiklad namdfenych hodnot intenzity magnetického pole Hx na magnetro-
nové katod® o $ifce 110 mm s permanentnimi magnety z tvrdych feritd. P¥i nekone&né ve-
likosti mezery 9 je velikost magnetického pole na ter&i cca 40 kA/m, pfi velikosti meze~
ry 9 cca 5 mm je 37 kA/m a pfi velikosti mezery 1 mm je velikost H max = 17 kA/m.

Magnetron podle vyndlezu je vhodny pro reaktivni i nereaktivn{ napra3ovdni vrstev
na bdzi kovovych nemagnetickych elektricky vodivfch materidld jako jsou napfiklad Ti,
Cu, Al, Ta atd. a je vhodny i pro odpraSovdni magnetickych materidld v pf{padé upravy
polovych nédstavcld, pro odprasovani spékanych kompozitnich materidld, které jsou poréz-
ni atd. Lze jej umistit jak do vné&j3{ strany vakuové né&doby, tak i dovnitf, vakuové komory.

PREDMET VYNALEZU

Magnetron pro depozici tenkych vrstev ve vakuu se 3ikmo uloZenymi permanentnimi mag-
nety a s vyvedenymi pdly, vyznadujfc{ se tim, Ze na zadni stran® télesa {l) je uloZena
deska (6) z feromagnetického materidlu s posuvnym dilem (7) spojenym s pohybovym mecha-
nismem (8), pfiem? mezi posuvnym dflem (7) a stfednim magnetickym polem magnetd (2)
je m&nitelnd vzduchovd mezera (9).

1 vykres
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